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(54)发明名称

阵列基板及其制作方法、显示装置以及显示

基板

(57)摘要

一种阵列基板及其制作方法、有机发光二极

管显示装置以及显示基板。阵列基板包括：衬底

基板(100)以及位于衬底基板(100)上的第一颜

色子像素(110)和第二颜色子像素(120)。第一颜

色子像素(110)包括第一驱动晶体管(111)，第二

颜色子像素(120)包括第二驱动晶体管(121)，且

第一驱动晶体管(111)的沟道宽长比大于第二驱

动晶体管(111)的沟道宽长比。本公开实施例通

过优化阵列基板上的不同颜色子像素的驱动晶

体管的沟道宽长比，可以提高包括该阵列基板的

显示装置的亮度。
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